
三種ガス(水素 , 窒素 , Air)供給装置

■仕様

Air(FID)

H2(FID)

窒素発生装置

水素発生装置

コンプレッサー補助タンク
シリカゲル筒

ﾓﾚｷｭﾗｰｼｰﾌﾞ3A筒

活性炭筒

N2(Make up)

H2(ｷｬﾘｱｶﾞｽ)

・水素発生装置＝SPE300  （max=0.4MPa－300mL/min）

・窒素発生装置＝SUF-500（max＝0.6MPa－2L/min）

・空気発生装置＝コンプレッサー SW121(max=0.85MPa) + CHST-25

水素ボンベ不要で安全！
・三種ガス供給でボンベ一切不要！

・これだけでＧＣ測定可能！

￥７９８,０００～（税別）



■測定例 キャピラリーカラムGC-FID分析

Shimadzu GC-2030（Auto Sampler=AOC-20i） 

Column ： DB-5MS（0.25mm×30ｍ×1μｍ） 

Column   temp  ： 50℃(3min)－10℃/min－160℃(0min)－40℃/min－260℃(1.5min) 

Run   time  ： 18min 

Inj. temp  ： 200℃ 

Det. temp    ： 280℃ 

Split   ratio        ： 1/10 

Inj. volume     ： 1μL （各150ppm）

Column   flow   ： H2=1.0mL/min（44.7kPa） 

Total flow       ： H2=18.4mL/min 

FID gas flow ： H2=40mL/min（水素発生装置 SPE300）

Air＝400mL/min （コンプレッサーSW-121）

Make up(N2)＝30mL/min（窒素発生装置 SUF-500） 

※オプション設置例
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＝417,883 ／ 398,038

7.45 7.54


